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Le CEA-Leti réussit l’intégration des guides d’ondes plasmoniques compatibles CMOS avec des dispositifs de la photonique silicium
Les guides d’ondes en cuivre offrent un potentiel de développement de composants photoniques plus petits, plus efficaces et plus performants

GRENOBLE, France – 1er octobre 2010 – Le CEA-Leti, un des plus grands instituts de recherche et développement européens en matière de technologie photonique sur silicium, a annoncé aujourd'hui qu'il a démontré la possibilité d'intégrer avec succès des composants optiques sur silicium avec des guides d’ondes plasmoniques, en utilisant des procédés de fabrications compatibles CMOS (complementary metal-oxide semiconductor).

Cette nouvelle possibilité ouvre les portes à la fabrication d’interfaces opto-électroniques plus petites, plus rapides et plus efficaces, qui pourraient en fin de compte permettre le développement de capteurs, puces informatiques et autres composants électroniques aux performances bien plus élevées.

Les guides d’ondes, comme par exemple les fibres optiques, sont utilisés pour transmettre des signaux et de l’énergie dans les domaines des communications optiques et radios. Les nouveaux composants du Leti guident la lumière dans un guide d’onde silicium étroit placé à proximité immédiate d’un guide d’onde en métal, provoquant l’excitation par la lumière d’ondes électromagnétiques haute fréquence, appelées plasmons de surface, dans des structures métalliques. Ces structures peuvent ainsi convertir des signaux optiques dans la bande de longueurs d’ondes de 1,5 micromètres (µm) en ondes électroniques plasmoniques, et reconvertir ces ondes plasmoniques en signaux optiques.
Développées par le Leti, ces interfaces innovantes entre les guides optiques en silicium et les guides métalliques de plasmons, offrent des rendements de couplage élevés (jusqu’à 70 pour cent) sur une large gamme spectrale, et se connectent à des fibres optiques standards. Et contrairement aux dispositifs antérieurs qui s'appuyaient sur des guides d’ondes métalliques formés de films d’or, les guides d’ondes métalliques du Leti sont en cuivre, ce qui leur permet de s’intégrer facilement dans les processus de fabrication des puces CMOS. 
Pour Laurent Fulbert, Responsable des programmes Photoniques du Leti, « cette démonstration aux longueurs d’ondes standard des télécommunications optiques de la technologie plasmonique compatible CMOS est un pas décisif dans le domaine émergent de la photonique intégrée sur CMOS». « En concentrant la lumière dans un volume très petit, nous pouvons fournir une interface optique efficace entre le monde macroscopique des fibres optiques et le nanomonde des transistors et de l’électronique moléculaire. » 
Les dispositifs plasmoniques sont conçus et fabriqués par le Leti, qui travaille en collaboration avec l'Université de Technologie de Troyes (UTT) qui a réalisé la caractérisation par microscopie optique en champ proche. Les résultats du projet ont été présentés ce mois-ci lors de la conférence IEEE Group IV Photonics 2010 à Pékin, et publiés dans Nano Letters, une publication de l'American Chemical Society.
